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※概要（Summary）：10nm 以下のドットサイズ形成

を目指して、ブロックコーポリマー（BCP）である

PS(ポリスチレン)-PDMS(ポリジメチルシロキサン)

を用いた自己組織化法を検討した。PS-PDMS の分子

量 30k-7.5k から 7k-1.5k と小さくすることによりド

ット径 6nm、ドットピッチ 12nm のドット列の可能

性を明らかにした。 
※実験（Experimental）： 

実験には図 1 のようなプロセスを用いた。最初に、

分子量を 30k-7.5k から 7k-1.5k の中で、4 種類のもの

を選び、2%溶液を準備し、シリコン基板にスピンコ

ートした。これらの膜厚は約 30-20nm に制御した。

その後、真空アニールにて、ミクロ相分離した。これ

らの試料を、東大拠点の反応性プラズマエッチング装

置(CE-300i)を用いて、CH4 および O2 ガスによる RI

エッチングを行い、微小ドットパターンを形成し、

10nm 以下のドットサイズ形成の可能性を検討した。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

SEM（JSM-6500F, JEOL. Co.）を用いて、SEM 像

観察を行い、可能性を検討した。結果を図 2 に示す。

図では、分子量、13.5k-4k、11.7k-2.9k、7k-1.5k の 3

種類の結果を示した。分子量を徐々に減少していくと

ドットサイズ、ピッチ共に小さくな

っていく。ドットサイズは、12nm

か ら 6nm と 小 さ く な っ た 。

PS-PDMS 分子量 7k-1.5k の BCP

を用いると、10nm 以下のドットサ

イズが形成できることを明らかに

した。 
※その他・特記事項（Others）： 

今後の課題：図 2 のドット列は、ラ

ンダムであり、ガイドラインによる

整列制御する必要がある。また、実

際のマスクパターンとするために

は、厚さが必要であり、多層膜レジスト法による他材料

への転写技術の開発が必要である。 
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図 2 PS-PDMS 分子量 13.5k-4k、11.7k-2.9k、7k-1.5k を用いた自己組織化によるドットパターン SEM 像


